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Завершающим этапом подготовки поверхности изделий под нанесе
ние вакуумно-плазменных покрытий является ионная обработка, кото
рая осуществляется в вакуумной камере непосредственно перед процес
сом конденсации покрытия (внутрикамерная обработка). Ионная обра- 
ботгка ~ это бомбардировка поверхности подложки ускоренными высо- 
коэнергетичными (Е -  10̂  эВ) ионами материала катода. Ионная бом
бардировка относится к физическим методам подготовки поверхности и 
производится с целью очистки и термической активации поверхности. 
Следствием ионной бомбардировки является изменение микрорельефа 
исходной поверхности, обусловленное процессами распыления высту
пов и травления впадин [1, 2]. В результате образуется поверхность с 
показателями шероховатости отличными от исходных.

Результаты многочисленных исследований, проведенных с исполь
зованием металлических материалов [1,2], свидетельствуют, что каче
ство и эксплуатационные характеристики покрытий во многом опре
деляются и формируются на этапе подготовки поверхности. При этом 
основное внимание исследователи уделяют изменению характера ше
роховатости поверхности после ионной обработки, а также адгезии 
покрытия с основой при различных режимах ионной обработки, кон
денсации и методах подготовки поверхности. Установлено, что физи
ко-механические и геометрические характеристики формирующегося 
в результате ионной обработки поверхностного слоя металлических 
изделий определяются плотностью ионного потока, размерами и энер
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гией ионов, продолжительностью обработки и структурой кристалли
ческой решетки материала основы.

В настоящее время вакуумно-плазменные методы формирования 
покрытий находят все более широкое применение для нанесения 
покрытий на изделия из аморфных материалов (стекло, керамика и 
др.). Подготовка поверхности изделий из аморфных материалов для 
формирования вакуумно-плазменных покрытий имеет ряд принци
пиальных отличий от технологии подготовки поверхности метал
лических поверхностей, связанных со значительно более низкой 
теплопроводностью аморфных материалов и их высокой порис
тостью. Невысокая теплопроводность аморфных материалов не по
зволяет использовать для внутрикамерной обработки бомбар
дировку поверхности подложки высокоэнергетическими ионами 
материала катода, так как возникающий в поверхностном слое 
большой температурный градиент приводит к растрескиванию ма
териала подложки. Поэтому внутрикамерная подготовка поверх
ностей изделий из аморфных материалов включает операции физи
ческой очистки, заключающиеся в нагреве и удалении поверх
ностного дефектного слоя за счет воздействия низкоэнергетичных 
ионов инертных газов. В связи с этим весьма актуальными являют
ся исследования влияния ионной обработки аморфных материалов 
и технологии их подготовки в целом на характеристики вакуумно
плазменных покрытий.

На данном этапе ставится задача исследования влияния ионной 
обработки на изменение параметров шероховатости (Ra и tp\ знак и 
величину напряжений поверхностного слоя изделий из стекла.
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